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Dieses Sonderheft der Zeitschrift für Japanisches Recht
(ZJapanR) stellt das Patent- und Gebrauchsmusterrecht 
in Japan aus der Sicht erfahrener Praktiker vor. 

Die Autoren sind Guntram Rahn, Dirk Schüssler-Langeheine,
Marc Dernauer, Anja Petersen-Padberg, Clemens Tobias
Steins und Alexander Dehner. 

Sie geben einen Überblick über die historische Entwick-
lung des Patent- und Gebrauchsmusterrechts, behandeln 
Erfindungen i.S.d. Patentrechts, das Recht an der Erfin-
dung, die Erteilung, den Widerruf und die Berichtigung 
sowie die Wirkung von Patenten, erläutern den Patent-
verletzungsprozess und das Arbeitnehmererfinderrecht 
und beleuchten den Gebrauchsmusterschutz. 

NEU

Zu beziehen über Ihre Buchhandlung oder direkt beim Verlag.
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